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(57) Abstraet 



Tlic hiveiuion relates to inateriais containing polyreaction products hardened by UV radiation in the presence of at least one UV 
initiator and/or by electron emi^.sion and/or IK radiation, fabrics ba.sed on renewable raw materials which contain said materials containing 
polyreaction products especially in their top layer, and methods for producing said fabrics. 



(57) Zusammenfassung 

Die vorliegende Erfindung betrifft durch UV-Strahlung in Gegenwart von mindestens einem UV-Initiator und/oder durch Elektro- 
nenstrahlung und/oder IR-Strahtung gehartete Polyreaktionsprodukte-enthaltende Materialien, Flachengebilde auf Basis nachwachsender 
Rohstoffe, weiche insbesondere in der Deckschicht diese Materialien enthalten, .sowie Verfahren zur Herstellung dieser Flachengebilde. 
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Beschreibung 

POLYREAKTTONSPRODUKTE-ENTHAJLTENDES MATERIAL FOR DEN DECKSTRICH VON 
FLACHENGEBILDEN 

5 

Linoleum ais elastischer Bodenbeiag auf Basis nachwachsender Rohstoffe ist seit 
langem bekannt. Aufgrund seiner naturHchen Bestandteiie hat Linoleum einen 
hohen baubiologischen und okoiogischen Steilenwert eriangt. Jedoch erfordert 
die Herstellung von Linoieumbelagen im (etzten Verfahrensschritt eine mehrere 
10 Wochen dauernde Warmebehandlung, die sogenannre "Reifezeit**. 

Aus der DE-A-41 35 664 sind Beschichtungsmassen bekannt, die auf nach- 
wachsenden Rohstoffen basieren und zum Beschichten von xexxiien Flachenge- 
bilden oder von Releasepapier dienen. Die Beschichtungsmassen bestehen aus 

15 einer Kombination von Epoxidierungsprodukten von Estern ungesanigrer Fett- 

sauren und Teilestern von Polycarbonsauren mst Polyetherpoiyolen sowie einem 
Hydrophobierungsmittei. Diese Beschichtungsmassen werden zur Herstellung 
von Bodenbelagen verwendet. Nachteilig ist jedoch, daR die oberste Schicht 
derart hergestellter Beiage sehr rauh und nicht transparent ist und eine bei der 

20 thermischen Vernetzung entstandene Verfarbung zeigt. Ferner erfordern die 

Ruckenbeschichtungen eine umstandiiche Herstellung mit teuererem Trenn- 
papier, und weisen keinen Schaum auf und sind damit ohne Trittkomfort. Wei- 
terhin zeigt sich, daft die Oberflache dieser Beiage nicht genugend schmutz- 
abweisend ist und eine schlechte Durchhartung aufweist. 

25 

Aus der WO 96/1 5203 sind streichfahige Beschichtungsmassen zur Herstellung 
von Flachengebilden auf Basis nachwachsender Rohstoffe bekannt. Die Her- 
stellung dieser Fiachengebilde und insbesondere der Deck- bzw. Nutzschicht 
erfolgt jedoch durch thermische Vernetzung der Beschichtungsmassen, was u.a. 
30 eine Gelbfarbung der Deckschicht zur Folge hat. 
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Somit Wegi der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, neue Flachen- 
gebiide auf Basis nachwachsender Rohstoffe bereitzustelien, die insbesondere 
nicht die zeitintensive Reifezeit von Linoleumbeiagen benotigen und im wesentli- 
chen keine Verfarbung der Deck- bzvv. Nutzschicht aufvveisen. Ferner sollen 
diese FiachengebKde ausgezeichnete Materiaieigenschaften aufweisen. 

Diese Aufgabe wird durch die in den Anspruchen gekennzeichneten Ausfuh- 
rungsformen geiost. insbesondere wird ein Polyreaktionsprodukt-enthaltendes 
Material berettgestellt, wobei die Polyreaktionsprodukte erhaltlich sind durch 
Umsetzung von mindestens einer Di- oder Polycarbonsaure oder deren Derivaten 
Oder einem Gemisch davon mit mindestens einem Epoxidierungsprodukt etnes 
Carbonsaureesters oder einem Gemisch dieser Epoxidierungsprodukte und 
gleichzeitiger oder anschlief?»ender Hartung des Umsetzungsprodukts, wobei die 
Umsetzung und/oder Hartung im wesentlichen mit 

(a) UV-Strahlung in Gegenwart von mindestens einem UV-Initiator und/oder 

(b) Eiektronenstrahlung gegebenenfalls in Gegenwart von mindestens einem 
UV'Initiator und/oder 

(c) !R-Strahiung 
erfolgt. 

Die erfindungsgemaRr verwendeten UV-lnitiatoren konnen radikalische oder 
kationische UV-lnitiatoren oder ein Gemisch dieser UV-lnitiatortypen sein, 
Bevorzugte Beispieie radikalischer UV-lnitiatoren sind Benzophenon, Benzophe- 
non-Derivate, Phosphinoxide, a-Morpholinoketone, Chinon, Chinon-Derivateoder 
a-Hydroxyketone, oder Gemische davon. Bevorzugte Beispieie kationischer UV- 
lnitiatoren sind Triarylsuifoniumsaize, die von einem Typ sind oder als Gemisch 
verschiedener Triarylsulfoniumsaize vorliegen konnen, oder Diaryliodoniumsaize, 
Oder Gemische davon. Die UV-lnitiatoren liegen beispielsweise in einer Menge 
von bis zu 8 Gew.-%, vorzugsweise 0,1 bis 3 Gew.-%, bezogen auf die Menge 
des Reaktionsprodukte-enthaltenden Materials, vor. 

In einer erfindungsgemaR^en Ausfuhrungsform kann neben dem UV-lnitiator 
mindestens ein Photosensibilisator, wie beispielsweise Verbindungen auf der 
Basis von Anthracen, Perylen oder Thioxanthen-9-on, vorliegen, welcher den UV- 
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Initiator aktivieren und dessen VVirkung verstarken kann. Dadurch kann die 
Konzentration des UV-initiators reduzieri werden. Die erfindungsgemaR einge- 
setzte UV-Strah!ung liegt in dem allgemein ubiichen Bereich, d.h. zwischen 200 
5 nm und 380 nm. Die erfindungsgemafS eingesetzte IR-Strahlung liegt in denn 

aHgemetn ubiichen Bereich, beispielsweise 760 nnn bis 0,5 mnn. 

Vorzugsweise enthalten die Di- oder Poiycarbonsauren bzw. deren Derivate 
nnlndestens eine Doppelbindung pro MolekuL 

10 

Als Dicarbonsaure konnen vorzugsweise Maleinsaure, Itaconsaure, Furnarsaure, 
Bernsteinsaure, Methylbernsteinsaure, Apfelsaure oder Furandicarbonsaure oder 
ein mindestens zwei dieser Sauren enthaltendes Gemisch davon verwendet 
werden, Als Polycarbonsaure konnen vorzugsweise Sauren nnit drei oder mehr 
15 Carbonsauregruppen, wie beispielsweise Citronensaure und Aconirsaure, einge- 

setzt werden. 

Als Derivate der Di- oder Poiycarbonsauren konnen Anhydride oder Teilester oder 
Derivate, die mindestens eine freie Carbonsauregruppe aufweisen, eingesetzt 
2o werden. Die Alkohol-Komponente der Teilester unterliegt keiner besonderen Be- 

schrankung, wobei jedoch vorzugsweise Poiyole wie Dipropylengiykoi, Propan- 
diole, Butandiole, Hexandiole, Hexantrioie, Glycerin oder Pentaery thrit oder ein 
mindestens zwei dieser Poiyole enthaltendes Gennisch davon als Alkohoi-Kompo- 
nente eingesetzt werden. 

25 

In einer besonders bevorzugten Ausfuhruogsform wird ein Gemisch etnes Teii- 
esters aus Maleinsaureanhydrid und Dipropylenglykol zusammen mit Citronen- 
saure als Vernetzer eingesetzt, wobei der Antetl der Citronensaure bis zu 50 
Gew.-%, mehr bevorzugt bis zu 25 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des 
30 Vernetzers, betragt. 

Das Epoxidierungsprodukt enthalt vorzugsweise mehr als eine Epoxygruppe pro 
Motekul. Als Epoxidierungsprodukt eines Carbonsaureesters kann vorzugsweise 
epoxidiertes Leinol, epoxtdiertes SojadI, epoxidtertes Rizinusdl, epoxidiertes 
35 Rapsol Oder Vernoniaol oder ein mindestens zwei dieser epoxidierten Produkte 
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enthalrendes Gemisch davon verwendet werden. Als Alkohol-Komponente dieser 
Carbonsaureester konnen auch die vorstehend definierxen Alkohole der Teilester, 
wie beisptelsweise Dipropyienglykoi, Propandiole, Butandiole, Hexandioie, 
Hexantriole oder Pentaerythrit oder ein mindestens zwei dieser Polyole enthalten- 
des Gemisch davon eingesetzt werden. Die Carbonsaure-Komponente unterliegt 
keiner besonderen Beschrankung. 

Ferner kann das Polyreaktionsprodukte-enthaltende Materia! mindestens einen 
vveiteren Zusatzstoff, bestehend aus Fullstoffen, Pigmenten zur Dessinierung, 
Treibmittein bzw. Schaumungsmittein, Hydrophobierungsmittein und Hi!fs- 
stoffen, enthalten. 

Die Fullstoffe sind vorzugsweise Holzmehl, Kreide, Korkmehi, Bariumsulfat 
{"Schwerspat"), Kieselsaure, Kaolin, Talkum, Lignin, Ceiiulose, Gias, Textil- oder 
Glasfasern oder Pflanzenfasern, Cellulosefasern, Polyesterfasern oder beispiels- 
weise gefarbte Granulate bzw. Chips aus dem erfindungsgemaf^en Polyreaktions- 
produkte-enthaltendem Material oder ein mindestens zwei dieser Stoffe enthal- 
tendes Gemisch davon. Besonders bevorzugt ist Holzmehi, Kreide, Celiutose, 
Lignin oder Korkmehi oder ein mindestens zwei dieser Fulistoffe enthaitendes 
Gemisch davon als Fullstoff. 

Als Hiifsstoffe konnen beispieisweise Talldle, synthetische oder naturtiche Harze, 
wie beispieisweise Balsamharz, Kopale, Kohlenwasserstoffharze, und/oder 
Sikkative, wie beispieisweise Verbindungen der Metalle Al, Li, Ca, Fe, Mg, Mn, 
Pb, Zn, Zr, Ce oder Co oder eine mindestens zwei dieser Verbindungen enthal- 
tende Kombination davon, verwendet werden. 

Ein weiterer Gegenstand der voriiegenden Erfindung ist ein Flachengebilde aus 
mindestens einer Tragerschicht (I) und mindestens einem Deckstrich (II), der em 
vorstehend definiertes Polyreaktionsprodukte-enthaltendes Material umfafJt, 
gegebenenfalls einem unter der Tragerschicht (I) angeordneten Ruckenstrich (III) 
aus einer chemisch oder mechanisch geschaumten Schaumschicht, gegebenen- 
falls einem Kompakt- oder Grundstrich (IV), der zwischen Tragerschicht (i) und 
Deckstrich (II) und/oder zwischen Tragerschicht (I) und Ruckenstrich (III) an 
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geordnet \si, gegebenenfalls eine unter dem Deckstrich (11) angeordnere che- 
mische Schaumschicht (V), wobei die Beschichtungsmassen fur die Schichten 
(li). (lii), (!V) und (V) ein vorstehend definiertes Potyreaktionsprodukte-enthalten- 
des Material enthalten, mit der MafSgabe, dafS die Hartung des in den Schichten 
(III), (iV) und (V) enthaltenen Pofyreaktionsprodukts mindestens teiiweise mit 

(a) UV-Strahlung in Gegenwart von mindestens etnem UV-lnitiator und/oder 

(b) Elektronenstrahlung gegebenenfails in Gegenwart von mindestens einem 
UV-init'iator und/oder 

(c) iR-Strahlung und/oder 

(d) thermisch 

erfoigt, wobei keine UV-lnitiatoren bei einer Hartung duch !R-Strahiung oder 
thermischen Hartung der Schichten (fii), (iV) und (V) erforderlich sind. 

Die erfindungsgemaRren Flachengebilde, d.h. beispielsweise Bodenbeiage oder 
Fliesen, werden derart hergestellt, da& eine Kombination der vorstehend de- 
finierten Di- oder Polycarbonsauren bzw. deren Derivate und Epoxidierungs- 
produkte im Gewichtsverhaltnis von 1 :0,3 bis 1 :8, insbesondere 1 :0,5 bis 1 :3, 
1:0,6 bis 1:1,2 sowie 1:1 bis 1:4, Fulistoffe und bei der Masse fur den Deck- 
strich ggf. Hydrophobierungsmittel und bei der Masse fur einen chemischen 
Schaum ein Treibmittel und gegebenenfalls fur jede Schaummasse einen 
Schaumstabilisator vermischt und zu einer Paste verarbeitet und diese Pasten 
dann zu mehrschichtigen Bodenbeiagen verarbeitet werden. Vorzugsweise 
enthalt die Beschichtungsmasse fur den Deckstrich (11) das Hydrophobierungs- 
mittel in einer Menge von 7 bis 44 Gew,-%, bezogen auf die Menge des Re- 
aktionsprodukte-enthaltenden Materials. 

Die Streichpasten fur das erfindungsgemafle Flachengebilde kdnnen aile grol^ere 
Fullstoffmengen enthaiten, wobei im Kompaktstrich vorzugsweise 10 bis 60 
Gew.%, insbesondere 30 Gew.%, und im chemischen Schaum 20 bis 65 Gew. 
%, vorzugsweise 35 Gew.%, Fullstoff eingesetzt werden, wahrend in den 
Massen fur den mechanischen Schaum meist nur wenig, vorzugsweise nicht 
mehr ais 10 Gew.%, z.B. 1 bis 10 Gew.%, noch bevorzugter nicht mehr afs 5 
Gew.%, Fullstoff enthaiten sind. Alle %-Angaben sind immer auf die Gesamt- 
menge des Reaktionsprodukte-enthaltenden Materials bezogen, wenn nichts 
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Der Deckstrich (I!) kann transparent sein oder durch Zumischen von vorstehend 
definierten Zusatzstoffen wte beispielsweise Cellulose jede gewunschte Ausge- 
staitung zeigen. Wenn der Deckstrich transparent ist, enthalt die Beschichtungs- 
masse fur den Deckstrich (II) vorzugsweise nicht nnehr als 8 Gew.-%, mehr 
bevorzugt nicht mehr als 2 Gew.-% Fuilstoffe. Ferner kann bei einem trans- 
parenten Deckstrich (II) die darunterliegende Schicht bedruckt werden und somit 
ein bedrucktes Flachengebilde erhalten werden, das hohe mechanische Festigkeit 
und sehr gute schmutzabweisende Eigenschaften hat. Als Beispiel fur eine 
solche Anwendung sei auf einen Mehrschichtbelag nnit Parkettmuster, aber auch 
auf Wachstuche und Kunstleder oder Schutzschichten fur Glas verwiesen. 

Die Belage enthaiten verhaltnismaBig hohe Anteile an Zusatzstoffen, ins- 
besondere mineraiischen Fullstoffen aus der Gruppe Kreide, Bariumsulfat, Kiesel- 
saure, Kaolin und Tafkum, jedoch ggf. auch an Holzmehl, Korkmehl, Giasmehl, 
Cellulose, Lignin, Textilfasern oder Pftanzenfasern, die auch im Gemisch vorlie- 
gen konnen, wobei die Fullstoffmenge im gesamten Bodenbelag bis zu 70 Gew.- 
%, bei schaumfreien Belagen vorzugsweise 30 bis 60 Gew.-% und bei Bodenbe- 
lagen mit chemisch geschaumten Schichten vorzugsweise 40 bis 60 Gew.-% 
des gesamten Bodenbelages betragen kann. 

Bei Massen fur chemisch geschaumte Schichten iiegt die Menge an Treibmittel- 
stoffen im ubiichen Bereich bis zu ca. 15 Gew.-%, wobei sonstige ubiiche Hilfs- 
stoffe ca. bis zu 1 5 Gew.-% betragen konnen. 

Vorzugsweise bestehen die Bodenbelage aus drei, vier oder funf Lagen, bei- 
spielsweise einem einfachen Aufbau aus einem gegebenenfalls bedruckten 
Trager wie Pappe, einem Deckstrich und einer Schutzschicht, oder einem Aufbau 
aus einem Kompakt-, evtL einem chemischen Schaum- und einem transparenten 
Deckstrich und einem Trager- und gegebenenfalls einem chemisch geschaumten 
Ruckenstrich, wobei der chemische Schaum naturlich auch durch einen mecha- 
nischen Schaum ersetzt sein kann oder beide Sorten von Schaum vorliegen kon- 
nen. Falls zwischen dem Kompaktstrich und dem Deckstrich eine chemisch ge- 
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schaumte Schicht (V) angeordnet wird, kann diese in einer besonderen Ausfuh- 
rungsform der Erfindung chemisch gepragc werden. Diese geschaumce Schicht 
(V) kann auch das vorzugsweise UV-gehartete. vorstehend definierte Poiyre- 
aktionsprodukte-enthaltende Material unnfassen. Dazu tragt man auf dem Kom- 
paktstrich eine Paste auf. Diese Paste enthalt ein Treibmitiei und einen Kicker; 
darunter versteht man Poiyole, Harnstoff, Zink-, Blei- Oder Cadmiumverbindun- 
gen, wobei ZnO bevorzugt ist, welche die Zersetzungstemperatur des Treib- 
mitteis erniedrigen. Der Pastenstrich wird nun unterhalb der Zersetzungstempera- 
tur des Treibmittets vernetzt. !n der nachsten Fabrikationssiufe wird die bestri- 
chene Paste mit dem Tiefdruckmuster versehen. Den Druckfarben, die im ferti- 
gen Belag tief sein sollen, wird ein inhibitor zugesetzt. Der Inhibitor schwachT die 
Wirkung des Kickers oder hebt sie ganz auf, so daf?. die Zersetzung des Treib- 
mittels nach hoheren Temperaturen verschoben wird. Geeignete Substanzen mit 
inhibitorwirkung sind z.B. Benzotriazolderivate, Trimeilithsaureanhydrid und 
dergietchen. Durch Variation der Menge des zugesetzten Inhibitors lassen sich 
verschiedene Reiieftiefen erreichen. Uber dieser chemisch geschaumten Schicht 
mit aufgebrachtem Reliefmuster und dem daruberltegenden Deckstrich kann dann 
eine Schutzschicht (VI) aus Polymeren bzw. Copolymerisaten oder Wachsen 
angeordnet werden. Beispiele fur diese ungesattigten harxbaren Lacksysteme 
sind Polyacrylate, Polymethacrylate, Polyurethane und Mischungen derselben. Es 
kann aber auch z.B. Carnaubawachs eingesetzt werden. Die Schutzschicht soiite 
aus mit dem Deckstrich vertragiichen (Co)Poly meren hergesteiit sein. 

Uberraschenderweise zeigt sich bel den erfindungsgemaSen Flachengebilden, 
daft durch die Hartung der Beschichtungsmasse fur den Deckstrich (II) mittels 
UV- bzw. Eiektronenstrahlung bzw. iR-Strahlung im wesentlichen keine Verfar- 
bung, insbesondere Geibfarbung, der Deck- bzw. Nutzschicht auftritt. 

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur Her- 
steliung des vorstehend aufgefuhrten Flachengebildes, worin mindestens die 
Schicht (11) im wesentlichen mit UV-Strahiung in Gegenwart von mindestens 
einem vorstehend definierten UV-Initiator, der in die Mischung fur die auszuhar- 
tende Schicht compoundiert wird, und/oder mit Eiektronenstrahlung gegebenen- 
falls in Gegenwart von mindestens .einem UV-lnitiator und/oder IR-Strahlung 
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Es handelt sich insbesondere um ein kontinuierliches Verfahren, welches ahn!tch 
der CV-Herstel!ung nacheinander mit unterschiedlichen Pasren einen Gesamt- 
aufbau eines Bodenbelages beschreibt. Ein solches Verfahren kann auch, wie 
schon erwahnt, die Schaumung, insbesondere die chennische Schaumung umfas- 
sen und fuhrt zu einem Belag mit Bedruckbarkeit. 

In einer Ausfuhrungsform des erfindungsgemaSen Verfahrens wird die Schicht 
(II) mit UV-Strahlung teilweise gehartet, danach erfolgt eine Pragung der teil- 
weise geharteten Schicht (11) und anschliefiend wird die gepragte, teilweise 
gehartete Schicht (11) mit UV-Strahiung und/oder Elektronenstrahlung und/oder 
IR-Strahlung und/oder thermisch ausgehartet. 

Die Herstellung des Belages erfolgt zum Beispiel, indem die Komponenten zu 
einer Paste vermischt, mittels Beschichtungsvorrichtungen auf eine Bahn in 
entsprechender Dicke aufgetragen, gegebenenfalls aufgeschaumt und, wie 
vorstehend beschrieben, verfestigt warden. Es konnen auch schaummittelhaltige 
und schaummittelfreie Schichten zu einer Bahn verbunden und gleichzeitig oder 
in aufeinanderfolgenden Schritten aufgeschaumt und verfestigt warden, 

Acrylate ats Hilfsstoffe, wie z.B. Polymethylmethacrvtat, konnen in die Nutz- 
schicht eingearbeitet warden, um die Haftung zwischen dem aufgebrachten UV- 
Lack und der Nutzschicht, d.h. dem Deckstrich zu verbessern. Weiterhin kann 
als Hilfsstoff Leinol im Deckstrich in Mengen von bis zu 15 Gew.-% enthalten 
sein. 

Als Treibmittel konnen im Ruckenstrich 1 bis 5 Gew.-% Azodicarbonsaureamid 
Oder Sulfohydrazide verwendet werden, wobei insbesondere 3 Gew.-% Treib- 
mittel bevorzugt sind. Wie bereits oben erwahnt ist, konnen auch Kicker bei dem 
chemischen Prageverfahren eingesetzt werden, um die Zersetzungstemperatur 
des Treibmitteis zu erniedrigen. Erfindungsgemaft wird hier insbesondere Zink- 
oxid eingesetzt. 
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Figur 1 zeigt eine bevorzugte AusfOhrungsform des erfindungsgemaften Ftachen- 
gebildes mit einem Trager (1), der auf beiden Seiten einen Grundstrich (IV) 
aufweist, einem unten angeordneten Ruckenstrich (HI), einem auf dem obenlte- 
genden Grundstrich angeordneten chemischen Schaumstrich (V), einem dar- 
uberfiegend angeordneten Deckstrich (II) und einer oben angeordneten 
Schutzschicht (VI), 

In einer anderen AusfOhrungsform der vorliegenden Erfindung kann das vor- 
stehend definierte Poiyreaktionsprodukte-enthaltende Material als Ruckseiten- 
Beschichtung fur ein textiles Fiachengebilde wie z.B. Bodenbelage verwendet 
werden. 

Die folgenden Beispiele erlautern die Erfindung. Es zeigt die UV-Vernetzung des 
Deckstrichs, und zwar in einem bevorzugtem Bereich der Bestandteile. 



5 1 g epoxidiertes Leinol werden mit 1,1 geineskattonischen Photo initiators auf 
TriarYtsulfoniumsalzbasis, 2 g hochdisperser Kieselsaure, 3 g Polymethy Imetha- 
crylat und 2 g Leinol vermischt. Dazu gibt man 48 g eines Teilesters aus Mai- 
einsaureanhydrid und Dipropyiengly koi und compoundiert die Mischung in einem 
handeisublichen Labordissolver. 

Nach dem Entgasen der Mischung wird die Masse in ublicher Weise auf eine 
Tragerpappe aufgerakett und unter UV-Licht mit einer Wellenlange von 295 bis 
400 nm ausgehartet. 



Der so erhaltene Deckstrich ist farblos und nicht klebrig. 
Beisoiei 2 

51 g epoxidiertes Leinol werden mit 0,8 g eines kationischen Photoinitiators auf 
Triarylsulfoniumsaizbasis, 2 g hochdisperser Kieselsaure, 3 g Polymethylmeth- 
acrylat und 2 g Leinol vermischt. Dazu gibt man 15 g einer 25 Gew.-% igen 



Beispiel 1 
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Losung von Citronensaure in einem Teilester aus Malemsaureanhydrid und 
Dipropylengiy kol und compoundieri die Mischung in einem handeisublichen 
Labordissolver. 

5 

Nach denn Entgasen der Mischung wird die Masse in ubiicher Weise auf eine 
Tragerpappe aufgerakelt und unter UV-Licht nniT einer Wellenlange von 295 bis 
400 nnn ausgehartet. 

10 Der so erhaitene Deckstrich ist farblos und nicht kiebrig. 
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1. Polyreaktionsprodukte-enthaltendes MateriaL wobei die Polyreaktionsproduk- 
te erhaftlich sind durch Umsetzung von mindestens einer Di- Oder Polycar- 
bonsaure oder deren Derivaten oder einem Gemisch davon mit mindestens 
einem Epoxidierungsprodukt eines Carbonsaureesters oder einem Gemisch 
dieser Epoxidierungsprodukte und gieichzettiger oder anschlieftender Hartung 
des Umsetzungsprodukts, wobei die Umsetzung und/oder Hartung im we- 
sentlichen mit 

(a) UV-Strahlung in Gegenwart von mindestens einem UV-lnitiator und/oder 

(b) Eiektronenstrahiung gegebenenfalis in Gegenwart von mindestens einem 
UV-initiator und/oder 

(c) iR-Strahiung 
erfolgt, 

2. Material nach Anspruch 1, wobei der UV-Initiator ein radikalischer oder 
kationischer UV-!nitiator oder ein Gemisch davon ist. 

3. Material nach Anspruch 2, wobei der radikalische UV-initiator Benzophenon, 
ein Benzophenon-Derivat, ein Phosphinoxid, ein a-Morpholinoketon, Chinon, 
ein Chinon-Derivat oder ein a-Hydroxyketon oder ein Gemisch davon ist. 

4. Material nach Anspruch 2, wobei der kationische UV-initiator ein Triaryfsul- 
foniumsalz oder ein Gemisch verschiedener Triarylsuifoniumsalze, oder ein 
Diaryiiodoniumsalz oder ein Gemisch davon ist. 

5. Material nach einem der Anspruche 1 bis 4, wobei der UV-initiator in einer 
Menge von bis zu 8 Gew.-%, vorzugsweise 0,1 bis 3 Gew.-%, bezogen auf 
die Menge des Reaktionsprodukte-enthaltenden Materials, vorliegt. 

6. Material nach einem der Anspruche 1 bis 5, weiter umfassend mindestens 
einen Zusatzstoff aus der Gruppe, bestehend aus Fuilstoffen, Pigmenten, 
Treibmittein, Hydrophobterungsmittein und Hilf sstoffen. 
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7. Material nach einem der Anspruche 1 bis 6, vvobei die Dicarbonsaure Ma- 
leinsaure, Itacon -jaure, Fumarsaore, Bernsteinsaure, Methylbernsteinsaure, 
Apfelsaure Oder Furandicarbonsaure Oder ein mindestens zvvei dieser Sauren 
enthaitendes Gemisch davon ist. 

8. Material nach einem der Anspruche 1 bis 6, wobei die Pofycarbonsaure aus 
Citronensaure oder Aconitsaure ausgewahit ist. 

9. Material nach einenn der Anspruche 1 bis 8, wobei das Derivat der Di- oder 
Polycarbonsaure ein Anhydrid oder Teilester Ist. 

10. Material nach Anspruch 9, wobei die Alkohol-Konnponente des Teilesters ein 
Polyol ist. 

1 1 . Material nach Anspruch 10, wobei das Polyol Dipropylenglykol, ein Propan- 
diol, ein ButandioL ein Hexandiol, ein Hexantriol, Glycerin oder Pentaerythrit 
Oder ein nnindestens zwei dieser Polyole enthaitendes Gemisch davon ist. 

12. Material nach einem der vorhergehenden Anspruche 1 bis 11, wobei das 
Gemisch von mindestens einer Di- oder Polycarbonsaure oder deren Derivate 
ein Gemisch eines Teilesters aus Maleinsaureanhydrid und Dipropyiengiykol 
mit Citronensaure ist. 

13. Material nach einem der Anspruche 1 bis 12, wobei das Epoxidierungs- 
produkt eines Carbonsaureesters mehr als eine Epoxygruppe pro Molekul 
enthalt. 

14. Material nach einem der Anspruche 1 bis 13, wobei das Epoxidierungs- 
produkt eines Carbonsaureesters epoxidiertes Leinol, epoxidiertes Sojaol, 
epoxidiertes Rizinusdl, epoxidiertes Rapsbl oder Vernoniaol oder ein minde- 
stens zwei dieser Epoxidierungsprodukte enthaitendes Gemisch davon ist. 

15. Material nach einem der Anspruche 6 bis 14, wobei der Fullstoff Holzmehl, 
Kreide, Cellulose, Lignin oder Korkmehi oder ein mindestens zwei dieser 
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FullsToffe enthalxencies Gemisch davon ist. 
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16. Material nach einem der Anspruche 6 bis 15, wobei der Hilfssroff aus der 
Gruppe, bestehend aus Tallolen, synthettschen oder naturlichen Harzen und 
Sikkativen, ausgewahit ist. 

17. Material nach einem der Anspruche 1 bis 1 6 in fiachiger Ausbildung. 

18. Flachengebiide aus mindestens einer Tragerschicht (I) und mindestens 
einem Deckstrich (il), gegebenenfalfs einem unter der Tragerschicht (I) 
angeordneten Ruckenstrich (III) aus einer chemisch oder mechanisch ge- 
schaumten Schaumschicht, gegebenenfalis einem Kompakt- oder Grund- 
strich (IV), der zwischen Tragerschicht (i) und Deckstrich (II) und/oder 
zwischen Tragerschicht (I) und Ruckenstrich (111) angeordnet ist. gegeben- 
talis eine unter dem Deckstrich (11) angeordnete chemische Schaumschicht 
(V), wobet die Beschichtungsmassen fur die Schichten (11), (lli), (iV) und (V) 
ein Polyreaktionsprodukte-enthaltendes Material nach einem der Anspruche 
1 bis 17 enthaiten, mit der Maf2»gabe, dafi die Hartung des in den Schichten 
(III), (IV) und (V) enthaltenen Reaktionsprodukts mindestens teilweise mit 

(a) UV-Strahlung in Gegenwart von mindestens einem UV-lnitiator und/oder 

(b) Eiektronenstrahlung gegebenenfalis in Gegenwart von mindestens einem 
UV-initiator und/oder 

(c) iR-Strahlung und/oder 

(d) thermisch 

erfoigt, wobei keine UV-Initiatoren bei einer Hartung durch IR-Strahlung oder 
einer thermischen Hartung der Schichten (111), (!V) und (V) erforderlich sind. 

19. Flachengebiide nach Anspruch 18, wobei der Deckstrich (II) transparent ist. 

20. Flachengebiide nach Anspruch 13 oder 19, wobei unter dem Deckstrich (11) 
ein chemischer Schaumstrich (V) zum chemischen Pragen angeordnet ist. 

21. Flachengebiide nach einem der Anspruche 18 bis 20, wobei uber dem 
Deckstrich (II) eine Schutzschicht (VI) aus ungesattigten hartbaren Lack- 
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systemen angeordnet ist, wobei die Poiymere oder Copolymere fur die 
Lacksysteme ausgewahit sind aus der Gruppe, bestehend aus Polyacrylaren, 
Polymethacryiaten, Polyurethanen und Mischungen davon. 

22. Flachengebilde nach einem der Anspruche 18 bis 21, wobei die Beschich- 
tungsmasse fur den Deckstrich (I!) ein Hydrophobierungsmittel, vorzugs- 
weise in einer Menge von 7 bis 44 Gew.-%, bezogen auf die Menge des 
Reaktionsprodukte-enthaltenden Materials, enthaiten ist. 

23. Flachengebilde nach einenn der Anspruche 19 bis 22, wobei in der Beschich- 
tungsmasse fur den Deckstrich (II) nicht mehr als 8 Gew.-%, vorzugsweise 
nicht mehr ais 2 Gew.-%, Fullstoff enthaiten ist. 

24. Flachengebilde nach einem der Anspruche 1 8 bis 23, wobei in der Beschich- 
tungsmasse fur den Kompakt- Oder Grundstrich (IV) 10 bis 60 Gew.-% 
Fulistoff, insbesondere 30 Gew.-% Fullstoff, bezogen auf die Menge des 
Reaktionsprodukte-enthaltenden Materials, vorliegt. 

25. Flachengebilde nach einem der Anspruche 1 8 bis 24, wobei in der Beschich- 
tungsmasse fur die chemisch geschaumte Schaumschicht (V) 20 bis 65 
Gew.-% Fullstoff, insbesondere 35 Gew.-% Fullstoff, bezogen auf die 

■ Menge des Reaktionsprodukte-enthaltenden Materials, vorliegt. 

26. Flachengebilde nach einem der Anspruche 1 8 bis 25, wobei in der Beschich- 
tungsmasse fur die mechanisch geschaumte Schaumschicht bis zu 10 
Gew.-% Fullstoff, bezogen auf die Menge des Reaktionsprodukte-enthalten- 
den Materials, vorliegt. 

27. Verfahren zur Herstellung eines Flachengebildes nach einem der Anspruche 
18 bis 26, worin mindestens die Schicht (11) im wesentlichen mit UV-Strah- 
lung in Gegenwart von mindestens einem vorstehend definierten UV-ln- 
itiator, der in die Mischung fur die auszuhartende Schicht compoundiert 
wird, und/oder mit Elektronenstrahlung und/oder IR-Strahlung gehartet wird. 
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28. Verfahren nach Anspruch 27, worin die Schicht (il) mit U V^-Strahtung teil- 
weise gehartet wird, danach eine Pragung der teilwetse geharteren Schicht 
(II) erfolgt und anschfieG^end die gepragte, teiiweise gehartete Schicht (II) 
5 mit UV-Strahlung und/oder Elektronenstrahlung und/oder IR-Strah!ung 

und/oder thermisch ausgehartet wird. 



ERSATZBLATT(REGEL26) 

;DOCiD: 'tWO O840427A1 J_> 



wo 98/40427 



PCT/EP98/01252 



1/1 



1 

JZ 

■I 

o 

(M 
-U 

O 

CO 



o 
a; 
Q 



V4 

CP 




o 



< 









CP 


CP 
















OJ 














— f 
















o 














a 










CD 








c 






o 




OJ 


CP 






(U 




r:; 






(U 


— ^ 












G 






> 










o 






•71 







ERSATZBLATT (REGEL 26) 



DOCfD- <WO 98J0J2rAi t > 



INTERNATIONAL SEAJICH REPORT 



Inte .lonal Applrc^tion No 

PCT/EP 98/01252 



A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER 

IPC 6 C08G59/14 C08F299/02 D06N1/00 



Accordinq to International Patent Clasoificotion (IPC) or to Dcth natronat classtficotion and IPC 



B. FIELDS SEARCHED 



Mrnimum documentation saarcned (ctassificalion svsfom followed by classification symoois) 

IPC 6 C08G C08F D06N 



Oocumentatton saarched othQr than minimumdocumenfatton to the extent that such documents are included m the (lelds searched 



Electronic data base consulted during the intsr.nationai search (name o( aala base and, where practical, search terms used) 



C- DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Caregory 


Citation or document, with indication, wher^ .ippropnate. ot the relevant passages 


Relevant to claim No 


A 


DATABASE WPI 
Week 8242 




1 




Derwent Publications Ltd., London, GB ; 






AN 892438 








XP002068133 








"ultraviolet cure resin composition" 






see abstract 








& JP 57 147 540 A (TOSHIBA CHEMICAL) 11 






September 1982 






A 


EP 0 437 001 A (STAMICARBON) 17 July 1991 


1 




see column 2, line 14 - column 3 


1 1ne 30; 






cl aims 1 .4 










'/'- 




1 1 Further documents are listed in the continuatton ot bot C . 


1 1 Patent famtly membefs are listed in annex. 


" Special categories ot cited documents : 

"A " document delining the general state of the art wmcn is not 

considered to be ot particular relevance 
"E" earfier document but published on or after the international 

filing dale 

"L " document whtch may throw doubts on priority claimtsi or 
\vhich IS cited to establish the publicationdate of another 
citation or other special reason (as specified) 

"O" document referring to an oral disclosure, use, exnibtiion or 
otner means 


T" later document published after the international filing date 
or priority dote and not m conttict with the appticalion but 
cited to understand the principle or theory underlying th^ 
invention 

"X" document of particular relevance; the claimed invention 
cannot be considered novel or canriot be considered to 
involve an inventive step wnen the document is taken alone 

Y" document o( particular relevance; the cfaimed invention 

cannot be considered to involve an inventive step when the 
document is combined with one or more other such docu- 
ments, such combination being obvious to a peison skilled 


P" document oublished prior to the international tiiinq 03te out 
later than the priority date claimed 


in the art. 

document member of th^ same patent family 


Date ot the actual completion of theinternationni searcn 


Date of mailing of the international search report 


16 June 1998 


29/06/1998 




Name and mailing address o( the ISA 


Authorised orticer 






European Patent QMtce. P 8. 5318 Pat-?nMaan 2 
NL - 2280 HV Riiswt)k 
Tel. (*31-7Q) 340-2040. Tx 3t 651 eoc r-a 
ra<: (*jl-ro) 340-3016 


Bourgonje, A 





rorm PCT ISA, 2 t 0 f Svcond 5fi?°i> fJi^iy 1092) 



page 1 of 2 

'JSDOCIO' <WC 98-J0J27A1 1 > 



LNTERiNATION.AJL SEARCH REPORT 



Intt .ijonal Application No 

PCT/EP .98/01252 



C.(Continu3Uon) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVAMT 



Category Citation of cocumenr. with indication. wnere dporopnate ot ine relevant passages 



Relevant to clatm iNo 



DATABASE WPI 
Week 7943 

Derwent Publications Ltd., London, GB; 

AN 78103b 
XP002068134 

"photohardenabl G resin composition" 
see abstract 

& JP 54 118 499 A (ARAKAWA KAGAKU) 13 
September 1979 

US 4 203 816 A (VARGIU ET AL ) 20 May 1980 
see column 1, line 55 - column 4, line 68; 
claims 1,2 

EP 0 539 916 A (DR. TH. BOHHE KG CHEM. 
FABRIK) 5 May 1993 

see page 3, line 21 - page 4. line 3; 
claims 1,2,11 

EP 0 228 116 A (DSM RESINS) 8 July 1987 
see page 2, line 28 - page 3. line 33; 
claims 1,8,9 

US 5 318 808 A (CRIVELLO ET AL) 7 June 
1994 

see column 2, line 26 - column 6, line 61; 
claims 1,2,7 



1,18 



1.18 



1.2 



1 



'on-n PCr.iSA 2iO iconitoualion or secono sii«5«jtt (July ) <>9'i?) 

page 2 of 2 

DOCIO- -:WO 99U0J27A1 I > 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 

Information on patent family mem&ers 



inte lonal Application >Jo 

PCT/EP 98/01252 



Patent document 
:ited m search report 



Publication 
date 



Patent family 
memterfs) 



Publication 
date 



EP 437001 



17-07-1991 



NL 



9000035 A 



01-08-1991 



US 


4203816 


A 


20- 


-05- 


•1980 


CA 


1111597 


A 


27-10-1981 














G8 


1580115 


A 


26-11-1980 














JP 


53146783 


A 


20-12-1978 


EP 


539915 


A 


05- 


-05- 


1993 


OE 


4135664 


A 


06-05-1993 














OE 


59708320 


n 




EP 


228116 


A 


08- 


-07- 


1987 


NL 


8503379 


A 


01-07-1987 














NL 


8600266 


A 


01-07-1987 














CA 


1285089 


A 


18-06-1991 














OE 


3688242 


A 


13-05-1993 














OE 


3688242 


T 


04-11-1993 














JP 


62138522 


A 


22-06-1987 














US 


4694033 


A 


15-09-1987 


US 


5318808 


A 


07- 


-06- 


1994 


NONE 









Form PC r. ISA? 1 0 foaii^ni larriisf annex) (July tn??> 
SDCCiD- <WO 9840427A1 l_> 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



In .ationares iicenzeichen 

PCT/EP- 98/01252 



A. KLASSIFI2IERUNG OE5 ANMELDUNGSGEGENSTANOES 

IPK 6 C03G59/14 C08F299/02 D06N1/00 



'l3Ch C9T tni^rna[ional-9n PatoniklDSSif ikation (IPKl ocJer nach der nattonalen Klassilikjiion und ■:i9r(PK 



B. RECHEBCHIERTE GEBIETE 



poz-horchiener Minoestprutstort .Klassifikationssysiem und Klassthkaticnssynnboie ) 

IPK 6 C08G C08F D06N 



Rechsrchrerto ab»r r.:cn( ?um Mindestprutslott gehofende Verbftenttichungen. soweit aiess unier die recnerchterten G^biete (afign 



Wahrend der tnternanonaien Flechercns konsuttierre -^if^Wrontscne Datenpank (Namg d<sr Datenoank und »vtt v^r.vendete Suchbegnrt^) 



C. ALS WE5ENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategono- 



B-j-i-jtchnung der VsroHenttichung. soweii ertordertich unt&r AngaDe der tn Betracht kommenden T^.t^ 



DATABASE WPI 
Week 8242 

Oerwent Publications Ltd., London, GB; 

AN 89243e 
XP002068133 

"ultraviolet cure resin composition" 
slehe Zusammenf assung 
& JP 57 147 540 A (TOSHIBA CHEMICAL) 
11 .September 1982 

EP 0 437 001 A (STAMICARBON) 17.Juli 1991 
siehe Spalte 2, Zetle 14 - Spalte 3. Zeile 
30 : Anspriiche 1 , 4 



9^tr. Anspruch Nr. 



Western y?fort9ntrrchurgen smd der Fortsetzung von Fefd C zu 



Siehe Anhang Patentfamifie 



5qsond5r9 Kaiegonen von angegebenen Ve^o^fen^ichungen 
A' V-^rcHeniitchung. dre den allgememen Stand der Tachmk defimert. 
aber mcni ais desonders b^deutsam anzuserien ist 

"E" alteres Ookurruant. das ledoch ersl am Oder nach dem intemahonalen 
Anmerdedatum verortenllicht worden ist 

"L" Verotfentitcnijng. die geetgnet rsl. einen Pnontatsanspruch rwetfeihafl 9r- 
scneinen zu tossen. Oder durch die das Veroffenllicnungsdatum -?iner 
anderen im Rechercnonbenchl genannien Veroffentlicnung beiegi warden 
soil Oder di<9 aus emem anderen besonceren Grund angegeoen tst (wis 
ausgefuhrt) 

"O" Verortentitcnung. die sich aut etne rnundlicho Ortenbarung, 

eine Benutzung. etne Aussteiiung Oder andere MaOnahmen oejient 

"P" Verotteniitcnunq. die vor dem miemationalen Anmeldedalum. aber nach 
dem D?3nsDruchten Prioriiarsdatum verof1enM»cht worden fSt 



' Soatere VeroHenilichung. die nach aemintefranonalen Anmeidedatum 
Oder dem Prtontatscatum verottentlicht worc^n ist und mit der 
Anmeidung nicht koindierr. sondern nur zum Versiandnis desder 
Erftndung zugrundeltegenden Pnnzips Oder der ihr zugrundeMogenden 
Theorte angegeben ist 

- Verbffentlkrhung von besondergr Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann altem aufgrund dieser Verotfenrlichung nicht a(s neu Oder aut 
ertindanscher Tatigkeit beruhend betrachiet werden 

■■ Verottentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als aul ertindenscher Tatigkeit beruhend betrachtel 
werden. wenn die Verotfentiicnung miieiner Oder mehreren anderen 
Veroftentlichungen dieser Kategorie in Verbmdung gebrachi wird und 
diese Verbindung rur emen Fachmann nahelisgend ist 

" Veroffenllichung. die Mitgtied derselbenPalenrtamilie ist 



Datum des Atscniusses der mternaiionalen Reohercne 



le.Juni 1998 



Name und Postanscnnn der tnternatiijnalen aecnercnenoehorae 
Eurocaisches Patentamt. P 8. 58i8 Patentlaan 2 
CiL • 2280 HV Riiswijk 

r-i 1*31-70) 3JO-20-iO. Tx. 3' 65t ?do nl. 
F.it (^5i.70> 3<iO-jCi6 



Absendedaium des -.nternanonaien Rechercnanbenchis 



29/06/1998 



Bevoilmacmtgter Bediensieier 



Bourgonje, A 



FofTTTcian PC t iSA<''in.t't3n iJuh 

^nocin- <wo p8-»0477At i > 



Seite 1 von 2 



I.NTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



.aiionates Aktenzetchen 



PCT/EP 98/01252 



C.fFonsetzung) ALS WES£NT.LiCH ANGESEHENE UNTEBLAGEM 

Kaiegorif?' S&zeichnung c?f v-?rof1enincnung, sow»rt aiiordertich unier Angaoe der in 6e*irDC^>t kommencen feite 



Setr Anspruch Nr. 



DATABASE WPI 
Week 7943 

Derwent Publications Ltd.. London. GB; 

AN 78103b 
XP002068134 

"photohardenabl e resin composition" 
slehe Zusammenf assung 
& JP 54 118 499 A (ARAKAWA KAGAKU) 
13. September 1979 

US 4 203 816 A (VARGIU ET AL) 20. Mai 1980 
siehe Spalte 1, Ze1le 55 - Spalte 4, Zeile 
68 ; Anspruche 1 , 2 

EP 0 539 916 A (DR. TH. BOHME KG CHEM. 
FABRIK) S.Mai 1993 

siehe Seite 3, Zeile 21 - Seite 4. Zeile 
3; Anspruche 1,2,11 

EP 0 228 116 A (OSM RESINS) S.Juli 1987 
siehe Seite 2, Zeile 28 - Seite 3, Zeile 
33; Anspruche 1,8.9 

US 5 318 808 A (CRIVELLO ET AL) 7.Juni 
1994 

siehe Spalte 2, Zeile 26 - Spalte 6, Zeile 
61; Anspruche 1,2.7 



1.18 



1,18 



1,2 



1 



^SDOCtD- tWO 98J0427AI _l^> 



Seite 2 von 2 



INTERNATIONAJLER RECHERCHENBERICHT 



PCT/EP 98/01252 



rfn Recherchenber;chl 
angetiihrtes Patenrdokument 


Datum cier 
Verortenttichung 


Wiigiieaten der 
Poienrfamiiie 


Dcitum dsf - 
Verottentiicnung 


EP 437001 


A 


17-07-1991 


NL 


9000035 


A 


01-08-1991 


US 4203316 


A 




CA 


1 1 1 1 C O 7 

1 1 1 iby / 


A 


27-10-1981 








GB 


lb801 lb 


A 

A 


26-11-1980 








JP 


53140/00 


A 

A 


20-12-1978 


EP 539916 


A 


05-05-1993 


DE 


413bDD4 


A 

A 


06-05-1993 






DE 


59208320 


D 


15-05-1997 


EP 228116 


A 


08-07-1987 


NL 


8503379 


A 


01-07-1987 






NL 


8600265 


A 


01-07-1987 








CA 


1285089 


A 


18-06-1991 








DE 


3688242 


A 


13-05-1993 








DE 


3688242 


T 


04-11-1993 








JP 


62138522 


A 


22-06-1987 








US 


4694033 


A 


15-09-1987 


US 5313808 


A 


07-06-1994 


KEINE 







pQfTT>DUn PC lSA'2tO (Annanq ?ai-?nr:anitiei(ju*i '.''.'21 



